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Procedimiento para la formación de un revestimiento compuesto que 

contiene níquel, da tres capas, protector contra la corrosión, so­

bre una superficie metálica base susceptible da corroersa.

t3%¿%r;%z7?¿í!.- THE UDYLITE CORPORATION, entidad norteamericana, residanta en 

1651 East Grartd Boulevard, Detroit, ¡Michigan, EE.UU. de A.

La presenta invención se relaciona con un 

procedimiento mejorada para la formación de un revestimiento 

compuesto de alectrcdaposición sobre un metal baso, y mas par­

ticularmente, la invención so relaciona con ciertas mejoras en 

S, al método-! de formación da un revestimiento da electrodaposi-
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ción compuesta que comprende tres tipos de revestimiento de elos- 

trodeposicién de níquel que son adyacentes o contiguos entre sí, 

así como con un baño de alectrodeposición útil en este proceso.

En la patente USA NB 3.090.733, concedida 

5. el 21 de mayo da 1963 a Henry Bromn, se describe un revestimien- 

to de electrodaposición compuesto, mejorado, sobra un metal ba­

se, el cual está hecho de tres tipos da revestimiento de elec- 

trodeposición de níquel que son adyacentes o contiguos entre 

sí, describiéndose igualmente el método para preparar este re- 

10. vestimiento compuesto mejorado. Como se describe en esta pa­

tenta, el revestimiento da electrodeposicion compuesto está 

constituido por tres capas unidas adyacentes de níquel tenien­

do cada una un cierto espesor y teniendo la capa intermedia oe 

níquel un contenido en azufre superior al de las capas de ni- 

15. quel qua la emparedan y teniendo la capa superior de niqusi un 

contenido en azufre apreciablemente más elevado que la capa in­

ferior.

Como se describa en esta patente, en los 

baños de electrodeposicion pueden incorporarse varios compues­

to. tos inorgánicos y orgánicos que contienen azufre, a partir de 

cuyos baños se producen las-capas intermedia y superior de ní­

quel para proporcionar en estas capas al contenido en azufre 

deseado. Entre los compuestos de azufre qua pueden ser utiliza­

dos, ss encuentran los diversos tiosulfatos, sulfitos, bisul- 

25. fitos,híposulfitos, hidrosulfitos, sulfoxilatos, sulfinatos,

tiacianatos, sulfóxidos, ácidos sulfónicos, ácidos mercapto aro­

máticos, tioureas, isotioureas, tiohidañtoinas, sulfonamidas, 

sulfonimidas, haluros de sulfonilo, sulfonas, y similares.

Aunque por el proceso ds esta patente, se 

30. obtiene una protección a la corrosión muy mejorada, incluso



s.

10.

15.

2 0.

25.

-  3 -

3 8 4 1 9 9
un espesor total de capa de níquel más pequeño que el obtenido 

hasta el presente, se han encontrado algunas dificultades can 

la operación de este proceso. Asi, cuando se emplean los adi­

tivos que contienen azufre descritos en esta patenta, se ha 

descubierto que loa baños da electrodeposición son sensibles 

a la agitación en aire, y a las temperaturas elevadas, limi­

tándose así la velocidad en la cual puede realizarse la opera­

ción de electrodeposición. Adiciónalménte, la separación elec­

trolítica de contaminantes metálicos, tales como cinc, cobro y 

plomo, los cuales se forman en el baño de electrodeposición,,es 
decir, la eliminación de estos metales, no puede efectuarse has­

ta que los aditivos que contienen azufre hayan sido descompues­

tos por oxidación. Por consiguiente, esto significa que descues i 

de la separación de estos metales, los aditivos que contienan

azufre deberán reponerse en el baño de electrodeposición antes 

de que la,operación dB electrodeposición! pueda ser renaudada. 

Naturalmente, esto a la vez de consumir tiempo es también cos­

toso. )

Por lo tanto, constituye un bbjeto ds la { 

presente invención proporcionar un proceso mejorado para la ¡

formación de un revestimiento de electrodeposición compuesto ; 

que contiene níquel, de tres capas, que puede efectuarse a ve­

locidades de electrodeposición más rápidas y a partir del cual ; 

las impurezas metálicas pueden ser separadas electrolíticamen­

te, sió destruir los aditivos que contienen azufra en el baño.

Un objeto adicional de la presente inven­

ción consiste en proporcionar un baño de electrodeposición ¡ae- 

jorsdo útil en el presente proceso para la formación de un re­

vestimiento compuesto de electrodeposición de tres capas.

30. Estos y otros objetos podrán hacerse evi-



dentes para los expertos en la técnica a partir de la descrip­

ción da la invención siguiente.

Da acuerdo con los objetos anteriores, la 

presente invención incluye una mejora en el proceso de forma- 

5. ción de un revestimiento compuesto que contiener-niquel sobre una 

superficie metálica base,susceptibles a la corrosión,por elec- 

trodeposición sobre dicha superficie de una capa inferior ad- 

herente de un revestimiento de electrodeposición que contiene 

níquel con un espesor de 0,0038 a 0,038 mm aproximadamen-

10. te y con un contenido en azufre medio inferior a 0,03 % aproxi- -
i

madamente, electrodeposición sobre dicha capa inferior de una ¡
¡

capa intermedia adhsrente de un revestimiento compuesto de olee- !
. ¡

trodeposición que contiene níquel da un espesor de 1,2 x 10  ̂ !

a 0,00508 mm aproximadamente y un contenido en azufre me- {

15. dio da 0,05 **0,3% aproximadamente y electrodeposición sobre } 

dicha capa intermedia que contiene níquel de una capa superior 

adherente de un revestimiento de electrodeposición que contie­

ne niqual que posee un espesor de 0,00508 a 0,G38 mm apro­

ximadamente y un contenido en azufre medio de 0,02 a 0,15 %

20. aproximadamente, conteniendo dicha capa superior un porcenta­

je más pequeño de azufre que dicha capa intermedia y un porcen­

taje más elevado de azufre que dicha capa inferior, cuya mejo- 

'ra comprenda incluir por lo menos un tiosulfonato de nitriies j 

o amidas en el baño de electrodeposición como la fuente de azu- j 

25. fre en como mínimo la capa intermedia que contiene níquel. Me- ¡
i

diante el uso da tiosulfonatos de nitrilos o amidas, mejor que j

otros compuestos que contiena azufre, tales como los descritos j
t

en la patente USA 3.090.733, ss ha encontrado que los baños de j 

electrodeposición pueden operarse con agitación al aire y tem- ! 

peraturas elevadas, haciendo posible así unas velocidades de30.
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electrodeposición más rápidas, a la vez que las impurezas ae- 

tálicas, tal como cinc, cobre y plomo,pueden separarse elec­

trolíticamente del baño de electrodeposicián sin la necesidad 

de destruir primeramente estos compuestos que contienen:azufre 

por oxidación.

Más específicamente, en la práctica de la 

presente invención,los tiosulfonatos de nitrilos o amidas se 

incorporan en al menos el baño de electrodeposición usado pa­

ra la formación de la capa intermedia que contiene níquel, pa­

ra proporcionar la fuente da azufre en la capa intermedia, y, ¡

preferiblemente, SB incluyen en los baños de electrodeposición : 

para ambas capas intermedia y superior que contienen níquel, ¡

para proporcionar lá fuente de azufre en estas capas. Come se j

ha indicado anteriormente, el contenido en azufre de la capa 

intermedia que contiene níquel se encuentra deseablemente den­

tro de la, gama da 0,05 a 0,3 % aproximadamente, mientras que 

en la capa superior que contiene níquel se encuentra convenien­

temente dentro de la gama de 0,02 a 0,15 % aproximadamente. Par 

consiguiente, los tiosulfonatos de nitrilos o amidas so incor­

poran convenientemente en los baños de electrodeposición usa­

dos para producir estas capas, en cantidades que oscilan casde 

0,01 a 0,4 g/l, prefiriéndose las cantidades que oscilan entre 

0,03 y 0,1 g/l en los baños de electrodeposición usados para ! 

producir la capa intermedia y prefiriéndose las cantidades que i 

oscilan entre 0,01 y 0,04 g/l aproximadamente en el baño de i 

electrodeposición a partir del cual se produce la capa suoarior.}
i

Evidentemente, la cantidad exacta:de estos tiosulfonatos da ni- í 

trilos o amidas incorporados-en los baños de electrodeposición i 

dependerán del compuesto o compuestos particulares que con em­

pleados,de forma que,en algunos casos, puedan también afsaiaar-



as cantidades de estos materiales que se encuentran por encima 

o por debajo de las gamas preferidas antes indicadas, en tanto 

que las cantidades particulares da estos compuestos que son uti­

lizados sean suficientes para proporcionar la cantidad deseada de 

5. azufre en la capa particular de electrodeposición que contiene 

níquel.

Los tiosulfonatos de nitrilos o amidas que 

pueden ser utilizadas en el presenté proceso están representa­

dos por las siguientes fórmulas:

(A )  " S O ^ - R - S - R ^ - C M  

-
(B ) S O ^ - R - S - R ^ - C - N H ^

(C) " S O ^ - R - S - R ^ ( C H ) ^

gn donde.R es un grupo alquilo que contiene da 2 a 4 átomos da 

carbono y es un grupo alquilo que contiene de 2 a 6 átomos 

15. da carbono o un grupo alquilarilo que contiene la siguiente ex- 

truotura:

en la que R^ es un grupo alquilo que contiene de 2 a 4 átomos 

de carbono.

En general, estos compuestos pueden prepa­

rarse por reacción de un sulfonato de mercaptoalquilo con un 

nitrilo o una amida;

Ejemplos, de dichos productos que pueden 

ser empleados en el presente proceso son los siguientes:
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Entre todos estos, se han obtenido unos 

resultados particularmente buenos al emplear el producto de 

reacción de sulfonato de mercaptanpropano y dicianobuteno o 

acrilonitrilo. Por consiguiente, aunque puede hacerse referan- 

B. cia específica da aquí en adelante.a estos materiales como los 

preferidos a utilizarse en el presente método, esto no ha de 

considerarse como una limitación sobra los tiosulfonatos da 

nitrilos o amidas que pueden ser empleados, sino que debe to- ' 

marse simplemante como compuestos ejemplificativosde estos ma- 

10. teriales. '¡
El revestimiento compuesto de níquel da tres 

capas producido por si método de la presente invención puede ha­

cerse -:con un.níquel HJatts mate como la capa inferior y un ni- i 

qual mate, semibrillante o brillante como la capa superior, a 

15. condición de que la capa superior tenga, comó ya se ha indicado 

anteriormente, un contenido en azufre más elevado que la capa 

de fondo.

Aunque se obtiene una protección a la corro-! 

sién mejorada con este revestimiento que contiene níquel da j

20. tres capas, incluso en ausencia de una electrodeposición final ^

ds cromo, en -muchos casos es preferible que la capa superior }
¿ í

de níquel está cubierta con una capa de alectrodeposician de ¡

cromo brillante, convencional, o con una capa de electrodepo- ¡ 

sieión de cromo micro-rota o micro-porosa, deseablemente de un 

25. espesor ds 0,000127 a 0,00503 mm aproximadamente. En ! 

general, se ha encontrado deseable que la capa inferior que ;

contiene níquel tenga un espesor superior a la capa más eleva- ¡

da, siendo la relación preferida de 50 - 50 a 80 : 20 aproxi- ' 

madamante para obtener la mejor ductilidad del revestimiento.

30. Sin embargo,cuando la ductilidad no es un factor principal, la
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capa inferior puede ser más delgada que la capa superior que 

contiene níquel, siendo normales las relaciones de 40 : 60 apro­

ximadamente, y obtener una protección contra la corrosión exce­

lente de la superficie metálica base.

Habrá de apreciarse que en adición ai azu­

fre, las capas que contienen niquel que forman el revestimiento 

compuesto de la presante invención, pueden contener también pe­

queños porcentajes de otros componentes como los que normalmen­

te estánpresentes en tales revestimientos, tales como carbono, 

selenio, teluro, cinc, cadmio, hierro y similares. Adicional- 

mente, estas capas que contienen niquel pueden contener también 

cantidades apreciables da cobalto, por ejemplo, pueden estar pre­

sentes cantidades tan elevadas como 50 % por lo menos de cobal­

to en las capas de electrodeposición que contienen.niquel.Con 

frecuencia, sin embargo, se ha encontrado la conveniencia de 

que la capa de electrodeposición inferior que contiene niquel 

sea tan pura en niquel como sea posible.

Por*lo tanto, la capa de electrodeposición 

inferior que contiene níquel pueden producirse a partir de un 

baño da electrodeposición de níquel de tipo MJatts, un fluorbo- 

rato, un cloruro superior, un baño de electrodeposición de ní­

quel con sulfamato o un baño de electrodeposición de níquel se- 

mi-brillate, sustanoialmente libre de azufre. Los baños* de elej? 

trodepoaición a partir da los cuales se deposita la capa de 

electrodeposición intermedia qus contiene niquel puede ser del 

mismo tipo utilizado para la deposición de la capa de electro- 

deposición inferior que contiene niquel o puede ser un baño de 

electrodeposición de niquel alcalino o un baño de electrodepo- 

sición de niquel del tipo que contiene sodio, amonio, litio o 

magnesio. Los baños de partir de los cuales se produce esta ca-30



pa da electrodaposiciótí intermedia que contiena níquel, desda 

luego, contendrán uno o más de los tiosulfonatos de nitrilos o 

amidas, en las cantidades que ya han sido indicadas anteriormen­

te, para proporcionar la cantidad da azufre qua sa desea en es- 

5, ta capa intermedia. Similarmente, loa baños&da electrodeposición 

a patti:r de los cuales se deposita la capa superior da níquel 

puedenser iguales a los usados para la electrodeposición da la 

capa intermedia exoepto, naturalmente, que las concentraciones 

dal compuesto da azufre, tales como los tiodulfonatos de nitri- 

10. los o amidas, serán inferiores a las utilizadas en el baño para 

electrodepositar la capa intermedia. En adición/cuando se desea 

proporcionar una capa de electrodeposición decorativa, la capa 

superior que contiena níquel se produce convenientemente a par­

tir de un baño de electrodeposición de níquel brillante que utí- i 

15. liza uno o más de los compuestos orgánicos sulfo-oxi indicados 

en la tabla 2 de la patente USA 2.S12.280 y la tabla 2 de-la 

patenta USA 2.800.440, cuyos compuestos son también utiliza-
i

dos preferiblemente con compuestos insaturados o aminas para j

dar una buena nivelación y brillantez. !
j

20. Estos baños de electrodeposición pueden con- ¡

tener también otros componentes, tales como agentes humectantes 

para evitar picaduras, tampones, tales como ácido bórico, ácido 

fórmico, ácido cítrico, ácido acético,¡ácido fluobórico y simi­

lares. Estos baños-;da electrodeposición pueden operarse normal- 

25. mente a temperaturas dentro de la gama desde la temperatura am­

biente^ es decir 203C aproximadamentes, hasta por lo menos 852C 

aproximadamente y a valores pH para baños acídicos en la gama 

de 1 a 6 aproximadamente. Igualmante, habrá de apreciarse que 

los baños da electrodeposición de la presente invención serán 

30. operados en la forma descrita on la patente USA 3.090.733 para



producir el revestimiento compuesto que contiene níquel da tres

capas. Sin embargo, se ha encontrado que mediante el emplBO da ;
!

compuestos particulares que contienen azufre, los cuales han si- ; 

do descritos anteriormente, en vez de los compuestos mostrados i

5. en la citada patente concedida, son posibles unas velocidades de ;

eleotrodeposición más rápidas, a través del uso de agitación con : 

aire y temperaturas elevadas, y las impurezas metálicas, tales 'i
como cinc, cobre y plomo pueden separarse electrolíticamente a ¡ 

partir de los baños de electrodoposición*sin destruir primera- { 

ID. mente los compuestos orgánicos de azufre. Así, se ha visto qus j 

el proceso de la presnte invención puede operarse en la forma 

indicada en la patente USA 3.C90.733, para proporcionar una ca­

pa de eleotrodeposición de níquel de tres capas sobre acero, alu-i 

minió, cinc, magnesio, bronce y metales base similares que son }

15. susceptibles de corroerse, pero representa una mejora sobre el ¡
!

proceso antes indicado consistente en el uso de ciertos compunc- j 

tos específicos y particulares que contienen azufre que se ha ! 

descubierto son únicos cuando se comparan con los compuesto nor­

malmente descritos en dicha patente.

20. Con el fin de que los expertos en la téc­

nica puedan comprender aún mejor la presente.invención y la for­

ma en la cual se lleva a la práctica, se proporcionan los si- 

.guientes ejemplos específicos. En estos ejemplos, a menos que 

se diga lo contrario, las partes y porcentajes se indican en 

25. peso y las temperaturas en grados centígrados.

EJEMPLO 1

Se electrodepositaron paneles de acero con 

un sistema de niquol de tres capas, en la forma siguiente:



15 nyu (0,01524 mm ) de níquel semi-brillante libre 

de azufre que tiene un contenido en azufre de 

0,003 %.

*1,5 nyu (0,001524 mm) de níquel de elevado Contenido 

5. en azufre que posee un contenido en azufre de

0,143 % dotado con una concentración da 0,05 

g/l de sulfonato de dicianobutano-meroaptopro- 

pano en una solución*de níquel agitada con aire 

-operada a 62,8SC.

10. 10 nyu (0,01016 mm ) ds níquel brillante que posea un

contenido an azufre da 0,05 %

Este depósito fuá electrodepositado con cro­

mo con 0,25 nyu (0,000254 mm) do cromo y a continuación se expuso 

al ensayo acelerado de Corrodkote. Después da 16 horas se desa- 

15. rrolló un punto de rotura mientras que paneles similares sin la 

capa intermedia da elevado contenido en azufre mostraron más de 

25 sitios o lugares ds rotura. -

E3MPL0-2

Se preparó un depósito similar al descrito 

20. en el ejemplo 1 excepto que la concetración del sulfonato de

dicianobutano-mercaptoprepano se Blevó a 0,1 g/l. El contenido 

en azufre del depósito intermedio se incrementó a 0,22 %. El de­

pósito de níquel-cromo de tres capas fuá da nuevo sustancialmen­

te superior a un depósito de espesor similar en el cual se omí- 

25. tió la delgada capa intermedia do elevado contenido en azufre;
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E3MPL0_3

Sa electrodepositaron panelas con al siste­

ma da níquel de tres-capas, en la forma siguiente:

10 nyu (0,01016 mm) de níquel semi-brillante libre de 

azufre con un contenido en azufre de 0,003 %. 

1,75 nyu (0,001778nm) de níquel de alto contenido en 

azufre con un contenido en azufre de 0,16 % do­

tado con una concentración de 0,09 g/l de sul- 

fonato de nitrllopropano-mercaptopropano en una 

solución de niquel agitada con aire que tiene 

una temperatura en solución de 62,SBC 

10 nyu (0,01016 mm) de niquel brillante con un conte­

nido en azufre de 0,05 %,

Este depósito se electrodepositó con cromo 

15. con 0,25 nyu (0,00025 mm) de cromo y a continuación se expuso al 

ensayo CASS. Después de 20 horas, no se desarrolló ningún punto 

de penetración al metal base mientras que panales similares sin 

la capa intermedia de alto contenido en azufre tenían más de 14 

puntos de rotura.

20. , i

Se prepararon paneles con los depósitos de niquel de ;

tres capas y cromo de forma análoga a la descrita en el ejemplo '

1, excepto qus al depósito de alto contenido en azufre se elec- i 

trodepositó a partir de (l) una solución de níquel de tipo tüatts : 

25. no agitada con aire a 46,130 usando 0,2 g/l de bencenosulfi- * 

oato (patento OSA 3.090.733) y (2) una solución de níquel de ti-
¡
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po Watts agitada con aire a 62,8BC, usando 0,045 g/l de sulfo- 

nato de dicianobutano-mercaptopropano.

Tyas exposición durante 32 horas al ensayo 

acelerado de Corrodkote, los paneles electrodepositados con la 

5. capa de elevado contenido en azufre utilizando bencenosulfinato 

desarrollaron 100 puntos de rotura, mientras que los panelas 

electrodepositados con la capa de alto contenido en azufre uti­

lizando el sulfonato de dicianobutano-mercaptopropano desarro­

llaron unos 25 puntos deratura aproximadamente.

4.
10. E3EMPL0 5

Ensayos comparativos sobre la estabilidad 

de los agentas de adición empleados en los ejemplos 4 (l) y 3, 

en solucionas de níquel calientes, mostraron lo-siguiente:

1) Después de mantenerse durante 16 horas en una so-

15. lución de níquel a un pH de 1,5 y una temperatura de

57,23C , se oxidó un 47 % del bencenosulfinato pre­

sente, mientras que

2) Después de mantenerse 24 horas bajo condicionas si­

milares no se presentó ninguna pérdida del sulfonato

20. de nitrilopropano-mercaptopropano.

A pesar de que se han descrito varias ver­

siones de la invención, las composiciones y procedimiento es­

pecíficos indicados en la presenta no han de ser considerados 

como limitativos del alcance de esta invención, sino que simple- 

25. mente como ilustrativos de la misma.
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Descrita suficientemente la naturaleza del 

inventa así como la manera de realizarlo en la práctica, debe 

hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas 

son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alta­

ren su principio fundamental.. También se hace constar que el in­

vento corresponde a una solicitud de patente presenta en Nortea­

mérica Ser. NB 862.942 de 1 ds octubre de 1969, acogiéndose por 

lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios Internacio­

nales en vigor, siendo lo que constituye la esencia del referido 

inventa y por lo que se solicita Patente de Invención por 20 anos 

en España, sobre: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACION DE UN REVESTI­

MIENTO COMPUESTO QUE CONTIENE NIQUEL, DE TRES CAPAS, PROTECTOR 

CONTRA LA CORROSION, SOBRE. UNA SUPERFICIE METALICA 3ASE SUSCEP­

TIBLE DE CORROERSE, caracterizándose por lo siguiente:

1.-Procedimiento para la formación de un re­

vestimiento compuesta que contiene níquel, de tres capas, pro­

tector contra la corrosión, sobre una superficie metálica base 

suceptible de corroerse, mediante electrodeposición sobra dicha 

superficie de una capa inferior adherente que contiene níquel 

de un espesor de 0,003810 mm a 0,03310 mm y un contenido en 

azufre medio inferior al 0,03 % aproximadamente; electrodéposi- 

ción sobre dicha capa infarior de una capa intermedia adherente 

que contiene níquel de un espesor de 0,000127 a 0,00503 mm 

aproximadamente y un contenido en azufre medio de 0,05 a 0,3 ̂  

aproximadamente; y elsctrodsposición sobre dicha capa interme­

dia de una capa superior.adherente que contiene níquel de un 

espesor de *0,00SG8 a 0,0381 mm y un contenido en azufre medio 

de 0,02 a 0,15 % aproximadamente, conteniendo dicha capa supe-
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rior un porcentaje más pequeño de azufre que dicha capa inter­

media y un porcentaje más elevado da azufre que dicha capa in­

ferior, caracterizado porque comprende incorporar en el baño de 

eloctrodeposición, a partir del cual ss produce por lo menos la

capa intermedia que contiene níquel, como mínimo un compuesto j
*

que contiene azufre seleccionado del grupo consistente en tio- í

sulfonatos de nitSilos y amidas, como la fuente para el azufre ;

contenido en dicha capa. 1
!

2.- Procedimiento según la reivindicación 1, ; 

caracterizado porque los tiosulfonatos de nitrilos y amidas tie- . 

nen las fórmulas: . j
(A )  " S 0 . - R - S - R j - C H  ; '  i

(B) "sOg-R-S-Rj-t^MH;, [j

(c) "sO^-R-S-Rr(Cñ)^,

en lasque R es un grupo alquilo que contiene de 2 a 4 átomos do ; 

carbono y R^ es un grupo alquilo que contieno ds 2 a 6 átomos ¡ 

de carbono o un grupo alquilarilo que contiene la siguiente es- ! 

tructura: - . '* ¡!

en la que R^ es un grupo alquilo que.contiene de 2 a 4 átomos de j 

carbono, cuyos compuestos pueden prepararse,generalmente, por

reacción de un sulfonato de mereaptoálquilo con un nitrilo o b
h!¡una amida. j

3.- Procedimiento según la reivindicación 2, : 

caracterizado porque si compuesto qua contiena azufre está pro-

tí
¡i
¡!

!}
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10.

15.

sente sn si baño de electrodeposición on una cantidad qus osci­

la desde 0,01 a 0,4 g/l aproximadamente.

4. - Procedimiento según la reivindicación 3, 

caracterizado porque el compuesto que contiene azufre está pre­

sente en el baño de olectrodeposición, a partir del cual se pro­

duce la capa intermedia que contiene níquel, en una cantidad ¡

que oscila desde 0,03 a 0,1 g/l. ]
j

5. - Procedimiento según la reivindicación 3, .

caracterizado porque Bl compuesto que contiene azufra está pre- - 

sente en el baño de electrodaposicióTn, a partir del cual se pro- ¡ 

duce la capa superior que coóntiene níquel, en una cantidad que j 

oscila desde 0,01 a 0,04 g/l. j

6. - Procedimiento según la reivindicación 3, 

caracterizado porque el compuesto que contiene azufre es el pro-  ̂

ducto de reacción de sulfonato de marcaptopropano y dicianobu- j 

teño.

7. - Procedimiento según la reivindicación 3, 

caracterizado porque el compuesto que contiene azufre.es el pro- 

ducto de reacción de sulfonato de mercaptopropaao y acrilonitri- ;

20 . lo.

S..- Procedimiento para la formación de u* re­

vestimiento compuesto que contiene rticjuel, de tres capas, protec­

tor contra la corrosión, sobre una superficie metálica base sus­

ceptible de corroerse, tal y como 'queda sustancialmente descrito 

25* en la presente Memoria.

Esta Memoria consta de 17 hojas escritas a 

máquina por una sola.cara,

Madrid, 2
THE U0YLITE C03PORATIO' 

J. GOM!
p. p. Fírmi

Í B O  Y  M OD ET 
GARCÍA BRAVO
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